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Osłona naboju gazotwórczego do odlewania pod ciśnieniem
Patent trwa od dnia 7 grudnia 1956 r.

Wynalazek dotyczy osłony przeznaczonej do
pakietowania naboju gazotwórczego, którą
umieszcza się wraz z nabojem we wnęce formy
do odlewania ciśnieniowego. Jest ona wykona¬
na z masy, zawierającej jako spoiwo żywicę
syntetyczną. Do wyrobu osłony zastosowano
mieszankę o następującym składzie chemicz¬
nym:

piasek kwarcowy płukany 96,6°/©,
żywica fenolowo-formaldehydowa 3,0°/©,
urotropina 0,3*/t,
nafta 0,l°/o.

Technologia produkcji osłony jest podobna do
technologii wyrobu form lub rdzeni skorupo-

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcą
wynalazku jest inż. mgr Zdzisław Samsonowicz.

wyćh. Osłona wykonana z masy żywicowej
wyróżnia się dużą wytrzymałością mechaniczną
i przepuszczalnością dla gazów, złym przewod¬
nictwem cieplnym, oraz łatwością i szybkością
produkcji. Nadaje się ona do zastosowania przy
odlewaniu różnych metali oraz może być łatwo
magazynowana i transportowana.

Zastrzeżenie patentowe

Osłona naboju gazotwórczego do- odlewania
pod ciśnieniem, znamienna tym, że jest wyko¬

nana z masy, składającej się z 96,6°/§ płukane¬
go fiasku kwarcx>wego, 3% żywicy fenolowo-
formaldehydowej, 0*3% urotropiny i 0,l§/o nafty.
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